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Sposéb obrobki chemicznej wyrobu wykonanego co najmniej
w czesci ze szkla lub z tworzywa szklanokrystalicznego oraz
urzadzenie do stosowania tego sposobu

1

Przedmiotem wynalazku jest sposdb obroébki
chemicznej wyrobu wykonanego co najmniej w
czeSci ze szkla lub z tworzywa szklanokrystalicz-
nego oraz urzadzenie do stosowania tego sposobu.

Przy tym sposobie obrdbki zachodzi dyfuzja czg-
stek substancji w postaci atoméw lub czgstek
z kapieli ze stopionego w zasadzie materiatu do
co najmniej czeSci powierzchni wyrobu, a w szcze-
gbélnoéci — wymiana jonéw metali alkalicznych
miedzy szklem i cialem ciekiym.

Znany jest sposéb chemicznego hartowania szkla,
ktéry polega na tym, ze zanurza sie je w kapieli
z roztopionej jednej lub wielu substancji dostar-
czajacych jony, ktéore dyfunduja do szkla wymie-
niajac inne jony. Zaréwno rodzaj jondéw przecho-
dzacych do szkta, jak tez warunki temperaturowe
w czasie wymiany jonéw muszg by¢ odpowiednio
dobrane, aby ta wymiana jonoéw prowadzila do
wytworzenia lub zwiekszenia naprezen Sciskajg-
cych w zewnetrznych warstwach szkla. Rozr6znié
nalezy dwa rodzaje proceséw hartowania chemicz-
nego.

W procesach pierwszego rodzaju wymiana jo-
néw zachodzi w wysokiej temperaturze wystar-
czajacej do odprezenia szkla, przy czym przecho-
dzace do szkla jony s3 tego rodzaju, ze powoduijg
zmniejszenie wspoélczynnika rozszerzalnoSci ciepl-
nej zewnetrznych warstw szkla. Procesy drugiego
rodzaju prowadzg do wymiany jonéow w zewnetrz-
nych warstwach szkla na wieksze, przy czym wy-
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miana ta zachodzi w warunkach nagrzania tych
zewnetrznych warstw szkla do temperatury niz-
szej od gérnego punktu odprezania odpowiadajgce-
go lepko$ci 10132 puazondéw, tak, Ze nie nastepuje
zadne odprezanie szkla. Znany jest tez proces wy-
miany jondéw prowadzony w warunkach ruchu
obrabianej plyny szklanej wzglednie roztopionego
materialu w celu polepszenia przejmowania ciepla.
W praktyce okazalo sie trudne uzyskanie w wy-
niku takiej obrobki cieplnej, okre$§lonych z géry
rezultatow z okre§lonym stopniem doktadnosci.
Ogoélny wynik okreSlony przez rozklad naprezen
odpowiada wprawdzie przewidywaniom, zachodzg
tu jednak dostrzegalne odchylenia przypadkowe
miedzy poszczegblnymi czeSciami obrabianego wy-
robu szklanego, a takie miedzy wyrobami, mimo
ze kontrolowane warunki procesu sg takie same.
Wykryto, ze nie przewidziane réznice w dziala-
niu temperatury ttumaczyé nalezy nieregularnymi
zmianami w skiadzie i ruchach cieczy bezpo$red-
nio przy powierzchni wyrobu szklanego. Zmiany
te zwigzane sg pozornie w mniejszym stopniu z
dostrzegalnymi nieregularnymi przeplywami -cie-
czy w kapieli, niz wynikaloby to z przebiegu dy-
fuzji jonow. Obojetnie jednak jaka jest tego Scista
przyczyna, wykryto, Ze modyfikacja wtasnoS$ci szkla
w procesie hartowania moze by¢é w zadawalajacy
spos6b kontrolowana, jeSli sie zmniejszy lub wrecz
zahamuje takie nieregularne przeplywy.
Omoéwiono obrdbke chemiczng szkla, gdyz wy-
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nalazek zajmuje si¢ gléwnie rozwojem w znanej
dziedzinie chemicznego hartowania tego wtlaénie
materiatu, dotyczgc w szczegoélnoSci chemicznego
procesu hartowania przez wymiane jonéw alkalicz-
nych. Jest jednak faktem, Ze podane wyzej stwier-
dzenia, zachowuja swoja waznoéé takze w odnie-
sieniu do sposoboéw dyfuzji jondw do tworzyw
szklanokrystalicznych, niezaleznie od stopnia ich
krystalizacji i do materiatow takich, jak marmur.
Ponadto jego przydatno$¢ nie ogranicza sie tylko
do tych sposobéw, w ktorych zachodzi wymiana
jonéw, ale rozszerza sie tez na sposoby zwane
cementowaniem, w ktorych atomy lub czgsteczki
przenikajg do obrabianego materialu, na przyklad
do szkla, zwiekszajgc jego odporno$é na dzialanie
wody.

Wynalazek moze by¢é wiec zastosowany w ta-
kim procesie, w ktéorym atomy sproszkowanego ty-
tanu lub glinu dodanego do kapieli jakiej§ sub-
stancji cieklej przenikaja do warstw powierzchnio-
wych obrabianego wyrobu, jak tez w procesie,
w ktorym atomy- helu lub innego gazu szlachet-
nego wprowadzane s3 do wyrobu przez zastosowa-
nie nasyconej tym gazem kapieli, tak ze tworzy
on w niej duzg ilo§¢ matych pecherzykéw i wresz-
cie w procesie, w ktérym do wyrobu -wprowadza-
ne s3 czasteczki jakiej§ substancji, na przykitad
BaCl,, o bardzo wysokiej temperaturze topnienia.

Celem wynalazku jest zapobiegniecie wyzej wy-
mienionym niedogodnos$ciom.

Sposéb obrobki chemicznej wyrobu wykonanego
co najmniej w czeSci ze szkla lub z tworzywa
szklanokrystalicznego, w ktorym nastepuje dyfuzja
czastek substancji w postaci atoméw lub czaste-
czek z kapieli stopionego w zasadzie materiatu co
najmniej cdo cze$ci powierzchni wyrobu, a w szcze-
gbélnoSci zachodzi wymiana jondéw alkalicznych
miedzy szklem i substancjg ciekly, zgodnie z wy-
nalazkiem polega na tym, ze w poblizu obrabia-
nej powierzchni wytwarza sie co najmniej jeden
regulowany przeplyw strumienia cieklej substan-
cji, przy czym obrabiany wyrob oraz zbiornik za-
wierajacy kapiel pozostaja w stanie spoczynku.

‘Zaleca sie wywolywaé przeplyw co najmniej
z jednej strony réwnolegle do powierzchni obra-
bianego wyrobu, na przykiad laminarny strumien
wzdluz jego powierzchni.

Dla uniknigcia nieregularnych przepltywdéw spo-
sobem wedlug wynalazku usuwa sie czynnie i nie-
przerwanie pewnag ilo§é cieklej substancji bezpo-
$rednio przy tej powierzchni obrabianego wyrobu,
gdzie zachodzi dyfuzja czastek i zastepuje te ilosé
substancji ciecza z innych cze$ci kapieli. Nieregu-
larne przeplywy wywolujace podane wyzej ujem-
ne efekty nie nastepuja, je$li zastosowaé czynne
$rodki, ktére utrzymuja ciekla substancje kapieli
w stanie cigglego ruchu, przy czym ruch ten moze
by¢é powodowany przez umieszczony w tym osrod-
ku wirnik lub mieszadlo. Kazdy taki ruch cieklej
substancji kapieli, jesli tylko jest dostatecznie ener-
giczny, zapewnia ciggle odnawianie cieczy styka-
jacej sie DbezpoSrednio z wyrobem tak, ze nie na-
stepuja zadne zmiany w jej skladzie. !

Ruch ten zapobiega réwniez powstawaniu niere-
gularnych strumieni dyfuzji w poblizu wyrobu
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przez wyrazne zr6znicowanie w skladzie miedzy
warstwg substancji cieklej bezpo$rednio przy po-
wierzchni wyrobu i obszarami tej substancji znaj-
dujacymi sie w pewnym odstepie od wyrobu jako
nastepstwo lokalnego nasycenia kapieli okre§lo-
nymi czasteczkami, na przyklad jonami wedru-
jacymi od obrabianego wyrobu lub lokalnego
zmniejszenia iloSci jonéow w kapieli, na przykiad
wskutek ich dyfuzji do wyrobu. Takie zréznico-
wanie w skladzie miedzy poszczegdlnymi obsza-
rami kapieli zdajg sie byé przyczyna niepozada-
nych nieregularno$ci w przebiegu procesu obrobki,
wystepujacych w dotychczas stosowanych sposo-
bach chemicznegb hartowania wyrob6w. Ruch cie-
klej substancji kagpieli, moze by¢ uzyteczny do
tego, aby utrzymaé rozproszong faze stalg w sta-
nie zawiesiny koloidowej, je$li tylko w o$rodku
wystepuje taki rozproszony skladnik staty.

Jesli obrobce podlega plyta lub wstega umiesz-
czona pionowo tak, Ze jej jedna lub obie powierz-
chnie znajdujg sie w niewielkim odstepie od S$cia-
ny pionowej, w jednej lub w kazdej poSredniej
warstwie cieczy powstaja w miare postepu pro-
cesu dyfuzji przeptywy ku gérze i w dét Jedli w
toku procesu wymiany jony cieklej substancji ka-
pieli zastepowane sg przez cieisze jony z plyty,
nastepuja przeplywy cieczy ku dolowi, a w przy-
padku, gdy jony z plyty majg mniejszy cigzar,
ciecz przeptywa ku gorze.

Wobec istnienia §cianki lub S$cianek, przeplywy
te majg charakter ustalony, ktérego nie mogg za-
kléci¢ jakiekolwiek przypadkowe przeplywy bocz-
ne, moggce powstawaé na roéznych poziomach ka-
pieli, dzieki czemu proces dyfuzji moze byé do- .
brze sterowany. Przez przemieszczanie sie w gore
lub w dét tych warstw cieczy, z jakich zachodzi
dyfuzja jondéw, zmienia sie koncentracja jonéw w
tych warstwach w kierunku przeplywu cieczy tak,
ze nastepuje spadek skuteczno$ci procesu wzdluz
powierzchni wyrobu, jednakze moze to byé z gory
okre$lone i moze byé dla pewnych wyroboéw ze
wzgledu na ich zastosowanie bardzo pozadane.

Tego rodzaju ustalone przeplywy wzdiuz po-
wierzchni wyrobu moga by¢é wzmozZone przez sy-
stem pompowy lub inny podobny system, a takze
przez nalozenie cieplnych pradéw unoszenia, na
przyklad przez umieszczenie Zrodel ciepla wzdiuz
drogi przeptywu cieczy wzglednie pod dnem zbior-
nika kapieli. Przeplywy ku gorze moga by¢
wzmacniane przez schiadzanie cieczy. Z drugiej
strony trzeba zwrocié uwage na to, ze natezenie
takich przeplywow wzdluz powierzchni wyrobu za-
lezy od lepkosci substancji cieklej i przez zwiek-
szenie tej lepko$ci, na przyklad przez dodanie do
zawiesiny pewnej iloci czgstek stalych, mozna
natezenie tych przeplywow odpowiednio zmniej-
szy¢.

W celu ulatwienia dyfuzji jonéw miedzy wyro-
bem i co najmniej jednym obszarem kgpieli z roz-
topionego materialu zaleca sie wytworzyé odpo-
wiednie pole elektryczne. Takie pole moze byé
wytwarzane miedzy elektrodami zanurzonymi do
cieklej substancji kapieli. Obrabiany wyrdéb moze
byé sam uzyty jako elektroda pod warunkiem, Ze
jest na tyle goracy, iz przewodzi prad elektryczny.
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Wynalazek obejmuje roéwniez urzadzenie nada-
jace sie do zastosowania w opisanym sposobie
obrobki. Urzadzenie zawierajace wanne z kapielg
cieklej substancji, grzejniki utrzymujace kapiel
w temperaturze umozliwiajacej dyfuzje czastek
z Kkapieli, oraz aparat wprowadzajacy obrabiany
wyrob do kapieli i usuwajacy go z tej kapieli,
wedlug wynalazku polega na tym, ze ma wypo-
sazenie wytwarzajace co najmniej jeden regulo-
wany strumien przeplywu cieklej substancji kg-
pieli wzdluz powierzchni obrabianego wyrobu.

Zaleca sie zastosowanie co najmniej jednego nie
poziomego ekranu, wspornika utrzymujacego obra-
biany wyr6b w poblizu tego ekranu i polgczenia
goérnej z dolng czeécia obszaru wewnatrz urzadze-

nia.migdzy ekranem i wyrobem z kapielg z tym,

Zze polaczenie to powinno byé wykonane na zew-
natrz obszaru miedzy ekranem i wyrobem. Urzg-
dzenie moze mieé wyposazenie do przemieszczania
cieczy kgpieli, na przykiad pompe. Dalsza cecha
wynalazku stanowig co najmniej dwie przewodzg-
ce, odizolowane od siebie elektrody piytowe tak
zamocowane, aby mozna bylo umie$ci¢ miedzy ni-
mi obrabiany wyrob, przy czym sa one przylgczone
do Zrodia pradu elektrycznego. Urzadzenie moze
tez zawieraé aparat do mieszania cieklego mate-
riatu w kapieli.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przy-
kladzie wykonania na rysunku, na ktéorym fig. 1
przedstawia urzadzenie w przekroju pionowym,
fig. 2 — odmiane urzadzenia w przekroju piono-
wym, fig. 3 — spos6éb hartowania szkla.

Fig. 1 pokazuje zbiornik 11 umieszczony w pie-
cu (nie pokazanym na rysunku). Zbiornik ten mo-
ze by¢ metalowy, ceramiczny lub moze byé wy-
konany z innego trudnotopliwego materiatu, na
przyktad ze stali nierdzewnej. Zbiornik 11 zawie-
ra kagpiel 12 z jonami potasu, ktéore majg byé
wprowadzone do plyty szkla 13 polerowanego, ta-
flowego lub okiennego przez wymiane z jonami
sodu. Najlepiej, je$li kapiel zawiera roztopiona
s61 potasowa, na przykiad niemal czysty azotan
potasu.

Plyta 13 spoczywa swojg dolng krawedzig 15 na
dwobch wspornikach 14 ustawionych w pewnym od-
stepie od siebie, przy czym na rysunku pokazano
tylko jeden z nich. Wsporniki 14 utrzymuja dwie
pionowe plyty 16 o wymiarach dlugo$ci i szero-
koSci wigkszych niz wymiary pityty 13. Odstep
miedzy tymi plytami moze by¢ odpowiednio re-
gulowany (w spos6b nie pokazany na rysunku).

Odstep ten jest tak ustawiany, ze plyty znajdu-
ja sie tuz przed odpowiednimi powierzchniami
plyty 13, na przyklad w odlegloSci kilku milime-
trow.

Wymiana jondéw zapewniajgca hartowanie szkla
prowadzona jest w zakresie temperatur 300 do
550°C, na przyklad w temperaturze 450°C. W mia-
r¢ jak postepuje proces wymiany jondébw, w war-
- stwach roztopionej soli, zajmujgcych waskie prze-
strzenie 17 miedzy plyta 14 i plytami 16, nastepuje
wzrost iloSci jondéw sodu przy jednoczesnym
zmniejszeniu sie ilo$ci jonéw potasu. Jony sodu
maja mniejszy ciezar od jonéow potasu i dlatego
ciekla substancja w przestrzeniach 17 ma mniej-
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szg gesto$¢ od substancji w pozostalym obszarze
kapieli, przez co w przestrzeniach 17 nastepuje
ruch cieczy ku goérze. Plyty 16 chronig te wyste-
pujace przeplywy przed zakl6ceniami, jakie mo-
glyby wywolywaé nieregularne przeptywy w ka-
pieli 12 i utrudniajg boczne przeplywy dyfuzyjne,
jakie musialyby w innych warunkach nastepowaé
miedzy cieczg znajdujgca sie w bezposSrednim po-
blizu plyty 13 i podstawowa masg substancji cie-
klej jako rezultat réznicy w koncentracji jonéw
sodu i potasu.

Hartowanie przebiega dzieki temu na calej po-
wierzchni plyty 13 bez nieoczekiwanych ro6znic.
Kazda zadana ilo$é substancji cieklej w przestrze-
ni 17 nasycona jest stopniowo jonami potasu w
miare, jak unosi sie ona w tej przestrzeni, a w
nastepstwie tego faktu powstaje rOwnomierny spa-
dek stopnia hartowania ptyty 13 od dolnej ku gor-
nej czeSci plyty przedstawionej na fig. 1.

Chociaz przykilad wykonania wynalazku pokaza-
ny na fig. 1 odnosi si¢ do hartowania szkla obej-
mujacego zastepowanie jonéw sodu przez jony
potasu w temperaturze ponizej punktu odprezania
wzglednie goérnego punktu schladzania szkla, to
samo urzgdzenie moze byé uzyte do przeprowa-
dzania procesu hartowania innego rodzaju, w kto-
rym jony sodu zastepowane s3g przez jony litu
w temperaturze powyzej punktu odprezania szkla,
na przykiad w temperaturze okoto 600°C. Réwniez
inne jeszcze procesy moga by¢ prowadzone w tym
kierunku.

Jako dalszy przyklad mozna bowiem podaé za-
stepowanie jonéw szkla przez mniejsze jony, na
przyklad litu, w temperaturze ponizej gérnego
punktu odprezania, lub przez wigksze jony, na
przyklad potasu, w temperaturze powyzej gérnego
punktu odprezania, co przy starannej kontroli pro-
wadzi do wytworzenia mikroskopijnych rys w
szkle, co nadaje mu wyglad mleczny i umozliwia
tatwe Igczenie lub stapianie wyrob6w szklanych
miedzy sobg i z wyrobami wykonanymi z innych
materiatow.

Na fig. 2 poddawana obrdébce plyta 13 szklana
umieszczona jest miedzy dwiema $ciankami 18, 19,
z ktérych jedna stanowi §cianke 18 zbiornika 11
kapieli. Scianka 19 rozciaga sie na calg szeroko$é
zbiornika wydzielajac wraz ze $ciankg 18 waska
przestrzen w postaci kieszeni majgcg polgczenie
z reszta zbiornika kapieli jedynie od dotu i od
gory. Przewody: 20 i 21 doprowadzajacy i odpro-
wadzajacy pompy 22 sg doprowadzane do zbior-
nika w takich miejscach, ze pozwalajg na utrzy-
manie obiegu cieklej substancji kapieli poprzez
wymieniong waska przestrzen w kierunku od dotu
do gory. W ten sposob skierowane ku gorze prze-
plywy w przestrzeni 17 doprowadzajg do regulo-
wanego kontaktu cieczy kapieli z ptyta 13 w taki
sposOb, zZe wytwarza sie w niej ustalony z goéry
spadek naprezen. Przez zwiekszenie predkosci tych
przepltywoéw zwieksza sie wymiane jonbéw, jako ze
w przestrzeni 17 nastepuje wtedy szybsze uzupel-
nianie cieczy w jony potasu.

Scianki 18 i 19 maja wbudowane elektryczne
grzejniki oprowe, ktére za posrednictwem przewo-
déw 23 przylaczone sy do Zr6édia 24 pradu. Po
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wlgczeniu napiecia skierowane ku goérze przeply-
wy w przestrzeni 17 s3 na skutek dzialania ciepl-
nego przyspieszane. Nastepnie takze moZe wspie-
ra¢ dzialanie pompy lub wprost jg zastepowaé.

Na fig. 3 pokazana jest butla 25 szklana pod-
czas hartowania jej w kapieli 12. Pewna ilo§¢ cie-
klej substancji oznaczona przez 26 znajduje sie
wewnatrz butli 25 tak, Ze wymiana jonéw moze
nastepowaé zaré6wno na wewnetrznej jak tez na
zewnetrznej powierzchni wyrobu. Ciecz 26 we-
wnatrz butli moze mieé¢ ten sam sklad, co sub-
stancja 12 tworzgca kapiel lub tez inny. Butla
utrzymywana jest za pomocg ramion 27 sztywno
na wsporniku 14. Podczas procesu hartowania w
kapieli 12 obraca sie wirnik 28 tak, Ze ciecz sty-
kajaca sie z powierzchnig zewnetrzng butli jest
w sposOb ciggly czynnie odnawiana.

Bez zastosowania mieszania cieczy kapieli nie-
regularne przeplywy powstajace na zetknieciu sie
jej z wyrobem wywolujg tendencje do nieregular-
nych zmian w stopniu hartowania poszczegélnych
czeSci wyrobu. Proces moze byé przy§pieszony
przez wytworzenie zmiennego pola elektrycznego
malej czestotliwo$ei poprzez powierzchnig rozgra-
niczajaca szklo od stykajgcej sie z nim cieczy ka-
pieli. W pokazanym rozwigzaniu pole to wytwa-
rzane jest przez pradnice 30, przylaczong jednym
biegunem do kapieli 12 za ‘poérednictwem przewo-
du 31 a drugim biegunem do elektrody 32 zanu-
rzonej w substancji 26 cieklej wewnatrz butli.

W podanym wyzej opisie nawigzujacym do za-
laczonych rysunkéw uwzgledniono w szczegdlnosci
obrébke chemiczng szyb szklanych i naczyn szkla-
nych, jednakze podobnie moze tez byé w odpo-
wiedni sposob hartowane szklo prasowane i wy-
roby z tworzywa szklanokrystalicznego a takze
cenne kamienie wzglednie mineraty, na przyklad
marmur.

Zastrzezenia patentowe

1. Sposdb obrobki chemicznej wyrobu wykona-
nego co najmniej w czeSci ze szkla lub z tworzy-
wa szklanokrystalicznego, w ktérym nastepuje dy-
fuzja czgstek substancji w postaci atoméw lub
steczek z kgpieli stopniowego w zasadzie materia-
lu co najmniej do czesSci powierzchni wyrobu,
a w szczegdlnoéci zachodzi wymiana jonéw alka-
licznych miedzy szklem i substancja ciekls, zna-
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mienny tym, ze w pobliZu obrabianej powierzchni
wytwarza si¢ co najmniej jeden regulowany prze-
plyw strumienia cieklej substancji, przy czym
obrabiany wyréb oraz zbiornik zawierajgcy kapiel
pozostaja w stanie spoczynku.

2. Spos6b wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze
wytwarza sie przynajmniej jeden strumien prze-
plywu w =zasadzie rownolegly do powierzchni
obrabianego wyrobu, o obiegu zamknietym.

3. Spos6b wedlug zastzr. 2, znamienny tym, Ze
wedlug powierzchni obrabianego przedmiotu wy-
twarza sie przeplyw laminarny substancji kgpieli.

4. Spos6b wedlug zastrz. 1 do 3, znamienny tym,
ze wytwarza sie pole elektryczne miedzy obrabia-
nym wyrobem i co najmniej jednym obszarem
kagpieli z cieklej substancji w celu ulatwienia dy-
fuzji.

5. Spos6b wedlug zastrz. 1 lub 4. znamienny tym,
ze wytwarza sie przeplywy wirowe w kapieli z cie-
klej substancji za pomocg mieszania.

6. Urzadzenie do stosowania sposobu wedlug za-
strz. 1, zawierajace wanneg z kapielg roztopionej
substancji, grzejniki utrzymujace kgpiel w tem-
peraturze umozliwiajacej dyfuzje czgstek z kag-
pieli, oraz aparat wprowadzajgcy obrabiany wy-
réb do kapieli i usuwajacy go z tej kapieli, zna-
mienny tym, ze ma organ wytwarzajacy co naj-
mniej jeden regulowany strumien przeptywu ka-
pieli w poblizu powierzchni obrabianego wyrobu.

7. Urzadzenie wedlug zastrz. 6, znamienne tym,
Ze zawiera co najmniej jeden w przyblizeniu ekran
(6), wspornik (14) do utrzymywania obrabianego
wyrobu (13) w poblizu tego ekranu i potaczenia
gérnej i dolnej czeSci obszaru kapieli wykonane
ra zewngtrz goérnej i dolnej cze$ci obszaru kag-
pieli wykonane na zewnatrz obszaru miedzy ekra-
nem i wyrobem.

8. Urzadzenie wedlug zastrz. 6 lub 7, znamienne
tym, zZe organ wytwarzajagcy regulowany strumien
przeplywu kapieli ma postaé pompy (22).

9. Urzadzenie wedlug zastrz. 7 lub 8, znamienne
tym, Ze zawiera co najmniej dwie przewodzace
prad, a odizolowane od siebie elektrody (18, 19)
w postaci ptyt, rozmieszczone w ten sposéb, Ze mo-
ze byé miedzy nie wstawiony obrabiany wyréb
(13), przy czym elektrody (18, 19) sg przylgczone do
zrodia (24) pradu).

10. Urzadzenie wedlug zastrz. 6 do 9, znamien-
ne tym, ze zawiera mieszadlo (28) umieszczone
w kapieli z cieklej subsancji.

Errata

lam | wiersz jest

powinno byé¢

5 61 | miedzy plyta 14 i plytami 16,
6 31 kierunku.

6 64 grzejniki oprowe,

8 11 wedlug powierzchni

8 31 jeden w przyblizeniu ekran

miedzy plyta 13 i plytami 16,
urzadzeniu.

grzejniki oporowe,

wzdluz powierzchni

jeden w przyblizeniu pionowy ekran
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